
 

 

中部イノベ―ション創出共同体 

産業技術の芽 

 

 

技術分野分類  5405：材料加工∙処理                      
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概  要 

非常に薄い膜厚領域においても薄膜の初期成長領域で発生する島状構造を

抑えた滑らかな層状薄膜が製造できる技術です。超薄膜から構成される多層膜

デバイスや数nm～数十nmの厚みで連続的な非常に滑らかな表面が必要な金

属透明導膜などの機能性薄膜に応用できます。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

一般的に金属薄膜はスパッタ法などで作製されますが、数 nm の膜の厚みで

は島状構造をとることが多く、層状構造が必要な膜として十分な特性を示すこ

とはありませんでした。本技術は、数nm でも非常に滑らかな層状構造の膜が

作製できる方法です。石英やガラス基板上の金などの金属薄膜の作製例があり

ます。 

本技術の 

有用性 

紫外域も通過できる透明電極膜として応用することで、高い透明度と低い抵

抗率を持たせた膜を作製することができます。 

関連情報 

（図・表・写真等） 

      

(a)一般的な膜作製(厚み 8nm)      (b)この方法(8nm)  (c)この方法(2.8nm) 

図１ 作製方法の違いによる金膜の表面形態 

適用可能製品 透明電極、電子部品の作製プロセスなど 
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